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Аннотация
В работе рассмотрены основные процедуры оптимизации литографического объектива на длину волны 365 нм. Показан вариант системы и даны рекомендации по оптическим расчётам подобных объективов.
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PROJECTION OPTICAL SYSTEMS FOR LITHOGRAPHY
S. Biryuchinskiy

Abstract 
In paper the basic optimisation procedures of a lithographic objective for length of a wave 365 nm are considered. The author's variant of system is shown and recommendations about optical calculations of similar objectives are made.
Keywords: objective, lithograph, aberrations.
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